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１．概要（Summary） 

従来のポリマーレジストではパターン形状の乱れ

（LER/LWR）が課題となっており、低分子フォトレジストが

検討されている。 

 主にカリックスアレーン、ハイパーブランチ、デンドリマー

等のポリフェノール化合物が検討されている中、弊社では

新規ポリフェノール化合物を合成し、電子ビームによる露

光特性を評価した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 電子線描画装置（50 kV），走査型電子顕微鏡 

【実験方法】 

新規ポリフェノール化合物を基材とした化学増幅型ネ

ガ型レジストを調整し、電子線描画装置を用いて、露光を

行った。現像後に、走査型電子顕微鏡により、パターン形

状評価を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 新規ポリフェノール化合物を基材としたレジストのパター

ニング評価サンプルのＳＥＭ像を Fig. 1に示した。 

本検討では、Area Dose量を 80～400 C/cm2の間で

振って露光を行い、パターニング後の PEB 温度・時間の

変動によって、パターンの状態を確認した。 

 評価の結果、L/S = 100/500 nmの良好な微細パターン

が形成されていることが確認された。 

 この結果より、本検討の新規ポリフェノール化合物のレ

ジスト材料としての産業利用の可能性が高いことが確認さ

れた。 

 現在、種々のL/Sのレジストパターンを評価中であり、更

に微細パターンが描写出来る最適条件を検討中である。

また今後、基材であるポリフェノール化合物についても、

構造最適化を進めて、評価を行う予定である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 SEM image of resist pattern 

(a) L/S-100/500nm, top view and  

(b) L/S-100/500nm, cross section view 

 

４．その他・特記事項（Others） 

共同研究者：山口大学大学院理工学研究科 

物質工学系専攻 鬼村 謙二郎 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし 

 

６．関連特許（Patent） 

なし 


